Obsah

OEt e T P SR R N R R e e e o e 9
Uéel a vyznam fotomechanickych procest v reprodukénich
techatRlinh 0 Sl . L e T oy gt B aed st B e R AR 11
O koloidnich latkach pro fotomechanické citlivé vestvy . . . . . . . . . . .. 13
Zelating b7tk et e T e B R 0 S A R 16
L8 A SRR T Ve R e TR A S R P G AR /e 22
Skrobiaidextoing, i trse 2 B0 L K de Lt e IR C S I e 26
AraRbskAKIOVALING . 0 tnidv S S i s s S AR O L e e RO SR e S i 26
Klovatina tie$fiova a klovatina sibifského modifnu . . . . . . . . . . . . . . 27
2t o] V10T U L SR T RN R S B N i e, W 29
IO e SR TRy S B g R U O M R 1 1 e 30
BikevnasejoryelBob ;. ot DSt W I e s g 0 TS G n e b e Ao g 30
CLAPT S e s S MR s 4 AN Lo I S I S G s s [ Rt o IR 31
ASTRIE, <l i Tk ey e S o G TG B By e e T 32
AMEIYLoeIulOza" s o uier. v e U s e L e s AR R e BTG N 33
arhaxymetviosinlora..- i 80 vy, vl RE A Mo R o S et RS 34
LI b R AT s Sl R R IS AN e N B e P I 34
Boly vy D yr ol ot o L R S T e B s o o 45
Ostatni malromolckul&rni Koloidy + 3.+ o . 37 L Sn fa it o et e ah 46
Senzibilatory pro fotomechanické citlivé vrstvy z makromolekularnich koloidnich latek 48
Dvojchroman amonny a dvojchroman draselny . . . . . . . . . . . . . .. 49
Halogenidy Sthbpa s ol R TH ok o b s bttty LSRG 51
Crganické senZIDIIALORY, *ial 15 BNl S b eid opi Saph AR Gl B R N s TS e 51
Organické slouéeniny pro citlivé vrstvy bez prostiedi makromolekularni latky . . . 52
Organické makromolekularnf latky samy o sobé citlivé na svétlo . . . . . . . . . 54
Utvrzovani fotomechanickych vrstev z makromolekularnich koloidi svétlem v pfitom-
Nostl dvojehremanf™, g 0N idal L T S R L e S e 57
Gradace a citlivost fotomechanickych vrstev z chromanovych makromolekularnich
RGO 2 o8, v i % Bt S R B T A (ki TR CR s S 65
Spektralni citlivost fotomechanickych vrstev z chromanovych makromolekularnich
koloid . & el b Sy S, s e N S R s S AR e B L SR RO et 4 73
Vliv teploty a vlhkosti na fotomechanické vrstvy z chromanovych makromolekularnich
30T L e A SR e R e R O P SRR RN s U oD sl S0 74



HReARECTVC LIC R IEr LA MNL  & N AN 8 U S L TR . Tekid Rl e
[EERKCE DO QS VIFIDENS e g iy Ml s e b o i T L Ty o R e o Dl
Chrémové seoli v makromolekularnich koloidech . . . . . . . . . . .. .. ..
Clthivay VIStvassn AT DU + 9575 0, v 8 0 G G OB TN L o i e N O
Githva vsivaziarabské klovatmy 255 5o ol Salain [o it bt e s
Bt e vrstea Sy BINO SIS A S T L e T A e e e T
Erthiviovatvaizd Clatinee f g s, 5 T et vy o 5 ST Sl TN PR
Zvysovani citlivosti dvojchromanovych vrstev . . . . . . . . . . . .. . ..

Fotomechanické citlivé vrstvy v knihtiskové technice

LTI T T e U R L R RO e S IR s o S § e A I s B e
AT (A T S e et 4 B S S G i B s ST R A e
HOISKOvE Iy A S 0 o s 3 e S 0 e e S O e N L TE S
1) L ORI R e R B el e o S i O (L e e A e e

RO ed ST alithas e e s T sl o0 R, e LA e e T e
Binietalickeschemigraticke'ddsky - 455 05 0 G T L DN e IR win iRl N G
DAV KOVQVE deskY DI PLrEDATACE- 51, % S vt W05 ip 4 po b AR SRy S

ISliRovaforamechAnICIRIVISIVAL /= 5ol Hoie. o N e Sl ey P It d Sl vaowte,

Polyvinylalkoholova fotomechanicka vrstva . . . . . . . . . . . . .. .. ..
Zelatina jako zaklad fotomechanické vrstvy Stocka systému Collobloc . . . . . . .
Zelatina jako zaklad fotomechanické vrstvy §to¢ka systému Film-Klischee '. . . . -
Predsenzibilované chemigrafické desky (vrstvy bez dvojchromanu) . . . . . . . .
Kodak Photo Resist — predsenzibilovana chemigraficka vrstva . . . . . . . .
Dalsi fotomechanické vrstvy pro predsenzibilované chemigrafické desky . . . . .
Fotomechanické vrstvy a §to¢ky fotopolymernihotypu . . . . . . . . . . . ..
ELiskoVERIEREVAIERIRN, - Sia s o it 3 ety i e R o e N e e e
NylonovSAiOSkyEROGIRAR - Sa s B3 00 TV AT S NG S ch, TSRS E s
Ivionovéstatovilmne-Intfe 2 =e « ol o8 oo o0 oo S A n at S P By ST S e

Fotomechanické citlivé vrstvy v ofsetové technice . . . . ... . ..

K ovypraiofsetovefekyiadole < i Tiiania o vl R, L, S e
EAMER R oy N i s N T T s o e sy gt T R Pea

Ofetové desky a.folic. 2 plastické/hmoty: - 4, - 877 it r e ie e s s
Piipraviitiskaveiforntysproroffetovy sk i, o vt e L AN S B R U
Pozitivni zpusob s vrstvou z arabské klovatiny . . . . . . . . . . ... ...
Rozitom{ ZDOsolSIRIVONIP VA 71101 s 0 oimi 15 55 igs o3n g ainss Hoge sl Sok ol ottt A0S
Porovnani zplsobt kyselého vyvolani a vyvolanivodou. . . . . . . . . . ..



Predseneihilovand desky aifOlic | =70 0 500 Sk PR AR OB ST S 198

6 DU T e Vi G e T AR SRR S e S R T e S I S S SR 202
Ptehled nékterych druhu predsenzibilovanych desek a folii . . . . . . . . . . 206
Price s piedsenzibilovanymi deskami a féliemi . . . . . . . . . . .. . .. 206
Predsenzibilované félie 3M, Enco nebo Alum-O-Lith . . . . . e 206
Kodak Photo Resist . . . . . el T A RIS A G e e N 210
Pfedsenzibilované félie ¢eskoslovenského piivodu . . . . . . . . . . . . .. 211
Natirané ofsetové desky a félie . . . .. . . . B T OB A R R ¢ 213
SInGtypy ofsetovych desek & tite S T oM b R e e ras oL 4 VA, U, 216
Fotomechanické.citlivé vobtvy-ve svétlotisku. .. 0§70 0 0 r ol oo 219
Fotomechanické citlivé vrstvy v hlubotiskové technice . . . . . . . . 223
Bigmentovy papir klasického blubotisku™: 7> 85 10 o Bl Sy TR SR 224
NovéizptsobyhIuBatmkIe &b sit - S <o SQap A S ING IR o o L T R s el 232
Princip klasického pulténového hlubotisku . . . . . . . . . . . . .. ... 232

A B TR U 7 ) Sl Sl PR S S AR i S TR ¢ AT R 233
Zp0sopb HAYATOL oo # e St i e s o 3 T s R e SR e S N SRty o 237
Zptsob Intexnational-Wattier:. ;. . D00 Lr (L SR F S B s e 237
RGtofiloy aZPisob AICO™ o S 77 7. S Sl I B R I e e, e 238

Z POl ARSI H EAdeTIDR - R R S e R e S T e 240
ADSON T UBRRIN D an sl o B e o AR 7, S e R s AW oFata s S e e g 243
Zptsob ATliratex, . i = SRt A So N e RS S B IR 243
Zpusob Institutu pro grafické techniky v Lipsku . . . . . . . . . . . . . .. 244
ZPIBORIROCE £ 301 =73 A "5 ke avie, st ket o, Ry SN A AN LN AR ). & 247
ZPORoD: SNSRI = 5! S8 TR, N R S e A e T 248
Zpasob TINIpEIGE S S e T i s & o Bt RSN e SR R R £ 248
Zpisob {COHoplag % A PL T fl Lds et NG R VN SR SR S e 251
5o Ve T TR S SRS ¢ SR e S B T O e SR SRS R e ) D o o e g e 253



